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OBJECTIFS Destiné aun public de techniciens, ingénieurs, chercheurs ou cadres
désireux de se former ou d’approfondir leurs compétences dans le domaine du dépdt chimique en phase

vapeur, cette formation vise & fournir non seulement les éléments fondamentaux gouvernant la synthése de films minces a
partir des approches technologiques les plus utilisées, mais également une démarche de type génie des procédés qui permet
de prendre en compte efficacement les problémes de mise en échelle de réacteurs.

Les bases phénoménologiques communes aux procédés CVD seront tout d’abord présentées en s’attachant particulierement
a décrire ces concepts fondamentaux des techniques CVD depuis la formation des especes réactives en phase gazeuse
jusqu’aux propriétés des films déposés de maniére & couvrir la diversité des processus mis en ceuvre dans chaque procédg.

Les principales approches de modélisation de tels procédés seront ensuite abordées pour décrire les difficultés relevant des
couplages multi-échelles aujourd’hui fortement étudiés.

Enfin le cours s’ouvrira sur les plus récentes avancées de la recherche dans les domaines abordés, en particulier au regard des
développements actuels conduits autour des matériaux nanostructurés et dans la conception et la réalisation de nanosystémes.

En complément a ces enseignements théoriques, la mise en ceuvre pratique de différents procédés CVD au travers de différentes
expériences permettra une illustration concrete des concepts abordés précédemment.

PROGRAMME

Jour 1 Jour 2

m CVD thermique m Travaux pratiques de CVD thermique, PECVD, MOCVD et
m CVD assisté par plasma LACVD

m CVD a partir de précurseurs organo-métalliques
m CVD assisté par laser






